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Sposéb utleniania dwutlenku siarki w roztworach wodnych
Patent trwa od dnia 10 lipca 1958 r.

Znany jest sposéb wytwarzania kwasu siar-
kowego przez zetknigcie gazdéw, zawierajacych
dwutlenek siarki i tlen gazowy 2z roztworem
wodnym zawierajacym subsiancje katalizuja-
ce reakcje utleniania. Metoda ta wytwarzania
kwasu siarkowego' znalazla ograniczone zasto-
sowanie, poniewaz produkcja tym sposobem
wymaga uzycia kosztownych, duzych aparatow,
gdyz reakcja utleniania przebiega powoli.

Jak wiadomo, omawiang reakcje mozna wy-
datnie’ przyspieszyé przez zwieksienie szyb-
koSci dyfuzji do roztworu reagentéw gazo-
wych (dwutlenku siarki i tlenu), co mozna
osiggngé, zwiekszajac powierzchnie zetkniecia
gazu z ciecza. )

Zazwyczaj osigga sie powigkszenie tej po-
wierzchni, stosujac przetlaczanie gazu przez
¥) Wlasciciel patentu o$wiadczyl, ze wspoltwor-

cami wynalazku sg: mgr Irena Badowska,

prof. dr Stanistaw Bretsznajder i mgr inz.

Wiestaw Kawecki.

warstwe cieczy (tzn. barbotaz); bardzo wydat-
nie przyspiesza proces absorpcji tworzenie sie
na cieczy warstwy ruchliwej piany o duzej
powierzchni zetkniecia sie cieczy z gazem.
Tworzenje si¢ piany mozna wzméc stosujac
rézne dodatki substancji powierzchniowo czyn-
nych np. nekal (s6l sodowsg alkilowanego kwa-
su naftylosulfonowego), co moze zwiekszyé
wielokrotnie szybko§é reakcji, jednak tylko
niewielka czeéé¢ znanych substancji powjierzch-
niowo czynnych, zwieksza ilo§é tworzgcej sie
piany w roztworach kwasnych i jest dostatecz-
nie tania, aby proces byl oplacalny.
Stwierdzono, ze mozna w bardzo wysokim
stopniu zwiekszy¢ tworzenie sie piany i zin-
tensyfikowaé proces tworzenia sie¢ kwasu siar-
kowego przez dodatek niewielkich ilodci nie-

"ktérych nierozpuszczalnych w wodzie, bardzo

rozdrobnicnych
nych.

Wedlug wynalazku prowadzi sie proces utle-
niania dwutlenku siarki gazowym tlenem w

ilastych substancji mineral-



‘roztworze wodnym, zawierajacym substancje
katalizujagce proces utleniania jak siarczan ze-
lazawy lub siarczan manganawy, w ten spo-
s6b, ze przez roztwor przetlacza sie (osobno,
lub zmieszane ze sobg) gazy zawierajace dwu-
tlenek siarki i tlen, a do cieczy dodaje sie¢ ma-
le ilosci (ponizej 1%p) nierozpuszczalnych w
wodzie silnie rozdrobnionych ilastych substan-
~cji mineralnych takich, jak krzemionka i nie-
rozpuszczalne w wodzie tlenki, wodorotlenki,
krzemiany i glinokrzemiany np. hematyt, limo-
nit, montmorylonit, kaolinit, dikit, alofany,
wzmagajacych zdolno§é pienienia sie cieklej
mieszaniny.

Zaleta opisanego sposobu postgpowania jest
moznoéé oddzielania (po ukoficzeniu procesu
utleniania) dodanej stalej zawiesiny od wytwo-
rzonego kwasu np. przez sedymentacje lub od-
filtrowanie.

Przyktlad. Przygotowano zawiesine o ste-
zeniu 3 g/l z substancji ilastej, zawierajacej
krzemionke, gliniaste substancje alofanowe,
limonit i kaolinit w roztworze wodnym, za-
wierajgecym 5%, siarczanu zelazawego. Przez
zawiesing te przetlaczano gaz, zawierajacy
1,75%, SO, oraz powietrze (na 2 obj¢todci gazu

885. RSW ,,Prasa“, Kielce.

z SO, 1 objeto$¢é powietrza) z predkoscig
liniowg ckolo 6 cm/sek. Po 12 godzinach trwa-
nia proby otrzymano roztwér o stezeniu 269,
H,SO;. W prébie powtérzonej w warunkach
takich samych, jak opisana wyzej, ale bez do-
datku substancji ilastej, po 12 godzinach prze-
tlaczania gazéw przez ciecz uzyskano roztwér
o stezeniu tylko 13,5%, H,SO;, wiec niemal o
polowe slabszy, niz uzyskany przy zastosowa-
niu dodatku substancji ilastej.
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb utleniania dwutlenku siarki tlenem
gazowym w wodnych roztworach Kkatalizato-
réw za pomocg przetlaczania gazéw przez war-
stwe cieczy, znamienny tym, ze do cieczy do-
daje si¢ w postaci zawiesiny rozdrobnione nie-
rozpuszczalne w wodzie skladniki substancji
ilastej takie, jak alofany, krzemionka, limonit,
hematyt, kaolinit, montmorylonit, dikit.'
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